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Nanometrologia stanowi kluczowe narzedzie w kontroli proceséw produkcji struktur potprzewodnikowych.
Techniki interferometrii o szerokim polu widzenia stanowig optacalng, nieniszczaca metod¢ pomiarow geometrii
takich struktur, tworzac atrakcyjng alternatywe dla tradycyjnych technik pomiaréw takich jak mikroskopia sit
atomowych czy mikroskopia elektronowa [1-3].

W ramach prowadzonych prac zaproponowano wykorzystanie algorytmow wnioskowania Bayesowskiego
w pomiarach geometrii obiektow o rozmiarach rzedu nanometréw (np.: falowody), na podstawie pojedynczego
interferogramu zarejestrowanego w szerokim polu widzenia. Takie podejécie eliminuje konieczno$¢ stosowania
w pomiarach czasochtonnego i kosztownego skanowania takiego jak w mikroskopii sit atomowych.

Wykorzystany algorytm wnioskowania Bayesowskiego wyznacza nie tylko optymalne warto$ci parametrow
geometrycznych obiektu (np.: wysoko$¢, szerokos¢, orientacja struktury schodkowej), ale takze rozklady
prawdopodobienstwa tych parametrow [4,5]. Pozwala to na tatwa oceng niepewno$ci pomiarow i wyznaczenie
przedziatdéw ufnosci pomiarow bezposrednio na podstawie wynikdéw dziatania algorytmu. Danymi wejsciowymi dla
zastosowanego algorytmu wnioskowania Bayesowskiego sa model geometryczny obiektu wraz z zakladanymi
tolerancjami (np.: wynikajacymi z projektu struktury) oraz pojedynczy interferogram stanowiacy wynik pomiaru.
Wartos¢ prawdopodobienstwa przypisywana wektorom parametrow zalezy od stopnia dopasowania teoretycznego
obrazu prazkowego generowanego przez obiekt o zadanych parametrach i zarejestrowanego obrazu prazkowego.

Dotychczasowe wyniki badan wskazuja na wysoka czuto$¢ metody, odpornos¢ na szumy pomiarowe i inne btedy
wynikajace ze specyfiki pomiaru (np.: nieczysto$¢ optyki rejestrujacej) oraz nieciggloSci obrazu prazkowego,
charakterystyczne dla schodkowych struktur potprzewodnikowych.

Na Rysunku 1 przedstawiono wyniki dopasowania obrazu prazkowego zarejestrowanego dla testowego obiektu
schodkowego o certyfikowanej wysokos$ci 15+1nm. Optymalne wartosci parametrow zostaty obliczone jako $rednie
z rozktadow prawdopodobienstwa parametrow, wyznaczonych przez algorytm wnioskowania Bayesowskiego.
Zmierzona wysoko$¢ schodka wynosi 14.89+0.14nm i mie$ci si¢ w zadanej tolerancji.
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Rysunek 1: Wyniki dopasowania obrazu prazkowego dla testowego obiektu schodkowego o certyfikowanej
wysokosci 15+1nm (a) zarejestrowany obraz prazkowy w skali szarosci, (b) dopasowany obraz prazkowy w skali
szaro$ci, (¢) mapa roznic pomiedzy dopasowanym a zarejestrowanym obrazem prazkowym.
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